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(57)【要約】
　ＦＯＵＰ等のウェハ容器における最上ウェハの上方に
１つ又は複数のパーティキュレートシールドが、パーテ
ィキュレートのウェハへの積み重なりを抑制するために
提供され得る。パーティキュレートのシールド又はバリ
アは、５％未満のＲＨを維持することと両立する材料か
ら形成され得る。特に、有意義な量の水分を吸収しない
材料であって、吸収された湿分を容器にもたらさない材
料である。実施形態では、適していると判明している特
定の材料は、環状オレフィンポリマ、環状オレフィンコ
ポリマ、液晶ポリマを含む。特定の実施形態では、ＦＯ
ＵＰは、専用バリアを収容するべく、業界水準の２５ス
ロットの上方に追加のスロットが提供されてもよい。実
施形態では、バリアは、ウェハの形状に対応する固体の
薄い形状の場合がある。実施形態では、バリアは、容器
において見つかるパーティキュレートと反対である、固
有の電荷性質を有し、これによって、パーティキュレー
トをバリアに引き付け得る。実施形態では、バリアは、
パーティキュレートのバリアへの引き付けを改良するた
めの電荷を増すべく、スロット等のアパチャ又は他の開
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パーティクルからの保護が改良されたウェハ容器において、該ウェハ容器は、開口前部
を有する容器部と、前記開口前部を閉じるように寸法決定されたドアとを備えており、前
記容器部は、頂壁を有する頂部と、一対の側壁と、後側壁を有する後側部と、外向きに露
出した三溝キネマティックカップリングを有する底部とを備え、前記頂壁と、前記側壁と
、前記後側壁と、前記底部とは開口内部を形成しており、前記容器部は、前記開口前部を
通じてウェハを収容するべく、前記容器部の両側において前記開口内部に配置されて複数
のスロットを形成する複数の対向する棚を２組、さらに備え、該複数のスロットは最上ス
ロットを含んでおり、前記ウェハ容器は、前記容器部の頂部において前記容器部から上向
きに延在するロボットフランジをさらに備えており、
　前記ウェハ容器は、概して平坦なプレートとして構成されるパーティクルシールドをさ
らに備え、該パーティクルシールドは、前記ロボットフランジに対向して、かつ、前記頂
壁から離間して、前記容器部の頂部の前記開口内部において前記容器部に取付けられてお
り、それによって、前記頂壁において発生したパーティクルを収集し、該パーティクルが
前記最上スロットのウェハに落ちることを抑制する、ウェハ容器。
【請求項２】
　前記プレートは、複数のスロットとして構成される複数のアパチャを備える、請求項１
に記載のウェハ容器。
【請求項３】
　前記パーティクルシールドは、前記後側壁、前記側壁及び前記開口前部に適合する及び
従う周長を有し、前記最上ウェハスロットにおけるウェハを少なくともほぼ覆うように寸
法決定された、請求項１又は２に記載のウェハ容器。
【請求項４】
　前記シールドは、環状オレフィンポリマ、環状オレフィンコポリマ、液晶ポリマ、及び
ポリエーテルエーテルケトンのうちの１つから形成される、請求項１乃至３のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項５】
　前記２組の複数の対向する棚は、架橋部材によって前記ウェハ容器の内部における前記
ウェハ容器の頂部において互いに結合し、前記２組の複数の対向する棚と、前記架橋部材
とは互いに一体であり、前記ロボットフランジは前記架橋部材と係合する、請求項１乃至
４のいずれか一項に記載のウェハ容器。
【請求項６】
　前記シールドは、１組の締り嵌め、タング、爪、及び戻り止め機構のうちの１つによっ
て所定の位置に保持される、請求項１乃至５のいずれか一項に記載のウェハ容器。
【請求項７】
　ウェハ容器において改良されたパーティクルからの保護を提供する方法において、
　前記ウェハ容器における相対湿度を５％未満にするべく、前開口ウェハ容器にパージを
提供する工程と、
　前記ウェハ容器の頂部におけるロボットフランジによって前記ウェハ容器を輸送する工
程であって、前記ウェハ容器の内部における前記ウェハ容器の頂部においてパーティクル
が発生する、前記工程と、
　前記ウェハ容器における最上ウェハと、前記ウェハ容器の頂部との間にパーティクルシ
ールドを配置することと、前記ウェハ容器によって前記ウェハシールドを支持することと
によって、前記ウェハ容器における前記最上ウェハと、前記ウェハ容器の頂部との間にバ
リアを提供する工程とを備える、方法。
【請求項８】
　環状オレフィンポリマ、環状オレフィンコポリマ、液晶ポリマ、及びポリエーテルエー
テルケトンのうちの少なくとも１つから形成される低吸湿性材料からなる前記ウェハシー
ルドを提供する工程をさらに備える、請求項７に記載の方法。
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【請求項９】
　ウェハの電荷と異なる電荷を前記パーティクルバリアに提供する工程であって、パーテ
ィクルは、前記ウェハよりも前記パーティクルバリアに引き付けられる、前記工程をさら
に備える、請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　ガス又は空気のうちの１つが複数のアパチャを通過することによって電荷を発生させる
べく、前記複数のアパチャを有する前記バリアを提供する工程をさらに備える、請求項７
乃至９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　パーティクルからの保護が改良されたウェハ容器において、該ウェハ容器は、開口前部
を有する容器部と、前記開口前部を閉じるように寸法決定されたドアとを備えており、前
記容器部は、頂壁を有する頂部と、一対の側壁と、後側壁を有する後側部と、外向きに露
出した三溝キネマティックカップリングを有する底部とを備え、前記頂壁と、前記側壁と
、前記後側壁と、前記底部とは開口内部を形成しており、前記容器部は、前記開口前部を
通じてウェハを収容するべく、前記容器部の両側において前記開口内部に配置されて複数
のウェハスロットを形成する複数の対向する棚を２組、さらに備え、該複数のウェハスロ
ットは最上ウェハスロットを含んでおり、前記ウェハ容器は、前記容器部の頂部において
前記容器部から上向きに延在するロボットフランジをさらに備えており、
　前記ウェハ容器はパーティクルシールドをさらに備え、該パーティクルシールドは、前
記最上ウェハスロットと、前記頂壁との中間に配置され、前記ロボットフランジの下に配
置されており、前記パーティクルシールドは、前記頂壁に由来するパーティクルが前記最
上ウェハスロットのウェハに落ちることを抑制するためのバリアを提供する、ウェハ容器
。
【請求項１２】
　ウェハ容器において改良されたパーティクルからの保護をウェハに提供する方法におい
て、
　ウェハ容器において１０％未満の低いＲＨを３０分を超えて維持する工程と、
　前記ウェハ容器の頂壁と、ウェハのスタックとの間に着脱可能なパーティクルシールド
を提供することによって、前記容器の頂内部において存在する又は放出されるパーティク
ルを制御する工程とを備え、前記バリアは最上ウェハをほぼ覆う、方法。
【請求項１３】
　ウェハ容器において改良されたパーティクルからの保護をウェハに提供する方法におい
て、
　前開口ウェハ容器の頂部におけるスロットにパーティクルシールドを挿入する工程と、
　パーティクルを引き付けるべく、前記パーティクルシールドの開口部を通じて空気又は
ガスを通過させる工程であって、これによって前記パーティクルシールドにおいて電荷を
生じる、前記工程と、
　前記電荷を有するパーティクルを引き付け、前記パーティクルシールドに付着させる工
程とを備える、方法。
【請求項１４】
　最上ウェハをほぼ覆うように前記パーティクルシールドの寸法を決定し、該パーティク
ルシールドを配置する工程をさらに備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ＲＨを１０％未満に低下させる工程をさらに備える、請求項１３又は１４に記載の方法
。
【請求項１６】
　ＲＨを５％未満に低下させる工程をさらに備える、請求項１３又は１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ウェハ容器の頂部におけるロボットフランジによって前記ウェハ容器を輸送する工
程をさらに備える、請求項１３乃至１６のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項１８】
　パーティクルからの保護が改良されたウェハ容器において、該ウェハ容器は、開口前部
を有する容器部と、前記開口前部を閉じるように寸法決定されたドアとを備えており、前
記容器部は、頂壁を有する頂部と、一対の側壁と、後側壁を有する後側部と、外向きに露
出した三溝キネマティックカップリングを有する底部とを備え、前記頂壁と、前記側壁と
、前記後側壁と、前記底部とは開口内部を形成しており、前記容器部は、前記開口前部を
通じてウェハを収容するべく、前記容器部の両側において前記開口内部に配置されて複数
のスロットを形成する複数の対向する棚を２組、さらに備え、該複数のスロットは最上ス
ロットを含んでおり、前記ウェハ容器は、前記容器部の頂部において前記容器部から上向
きに延在するロボットフランジと、前記ウェハ容器をパージするための一対のパージポー
トとをさらに備えており、
　前記ウェハ容器は、複数の開口部を有する概して平坦なプレートとして構成されるパー
ティクルシールドをさらに備え、該パーティクルシールドは、前記ロボットフランジに対
向して、前記容器部の頂部の前記開口内部において前記容器部に取付けられることと、前
記頂壁から離間することと、前記最上スロットから離間することと、前記頂壁から前記最
上スロットにおけるウェハをほぼシールドするように寸法決定されることとによって、前
記頂壁に由来するパーティクルを収集し、該パーティクルが前記最上スロットの前記ウェ
ハに落ちることをほぼ抑制する、ウェハ容器。
【請求項１９】
　ウェハ容器の頂部におけるロボットフランジによる輸送中、ウェハ容器において改良さ
れたパーティクルからの保護をウェハに提供する方法において、
　ウェハ容器において１０％未満の低いＲＨを３０分を超えて維持する工程と、
　前記ウェハ容器の頂壁と、前記ウェハ容器におけるウェハのスタックとの間に配置され
た着脱可能なパーティクルシールドを提供することによって、前記容器の頂内部において
存在する又は放出されるパーティクルを制御する工程とを備え、前記バリアはウェハの前
記スタックの最上ウェハをほぼ覆う、方法。
【請求項２０】
　環状オレフィンポリマ、環状オレフィンコポリマ、液晶ポリマ、及びポリエーテルエー
テルケトンのうちの少なくとも１つから形成される低吸湿性材料からなる前記ウェハシー
ルドを提供する工程をさらに備える、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　パーティクルを引き付けるべく前記ウェハシールドに電荷を提供する工程をさらに備え
る、請求項１９又は２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、パーティクルシールドを有するウェハ容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーティクル及び他のコンタミナントを制御することは、半導体の加工において常に最
重要とされてきた。したがって、加工されて集積回路になるウェハは、密閉環境において
保管及び輸送がされる。この密閉環境は、典型的には前開口ボックスであり、時にはＦＯ
ＵＰ（ｆｒｏｎｔ　ｏｐｅｎｉｎｇ　ｕｎｉｆｉｅｄ　ｐｏｄｓ）及びＦＯＳＢ（ｆｒｏ
ｎｔ　ｏｐｅｎｉｎｇ　ｓｈｉｐｐｉｎｇ　ｂｏｘｅｓ）として知られる。これらのウェ
ハの容器は、離間したスタックの配列にウェハを保ち、ロボットが開け得る密封可能なド
アを有する。その容器は、ウェハの搬送と、ウェハへのアクセスとを可能にするフィーチ
ャも有する。回路のサイズが減少するにつれて、ウェハの格納容器の環境が完全であるこ
との重要性が増大した。特に４０ｎｍ以下の高度な半導体の加工において、１０％以下又
は５％以下の相対湿度（“ＲＨ”）にウェハの湿分を制御することは、所望の集積回路の
製造のためにとても有益又は重要であることが判明している。ウェハを輸送する又は保管
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するウェハキャリアにおける湿分を制御するために、周囲雰囲気を置換すべく窒素等のガ
スパージが利用される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ＦＯＵＰ及びＦＯＳＢにおいて５％未満のＲＨにウェハ格納容器の環境を維持すること
は、パーティキュレート問題を生じると発見されており、特に、離間したスタックの配列
における最上ウェハに関係し、特に、ＦＯＵＰの頂部に配置されたＦＯＵＰのロボットフ
ランジによるＦＯＵＰの輸送中に関係する。本発明は、パーティキュレートの改良された
制御を提供すること、特に、約５％未満のＲＨが維持される用途を意味する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　ＦＯＵＰ等のウェハ容器における最上ウェハの上方に配置されるパーティキュレートシ
ールドが、パーティキュレートのウェハへの積み重なりを抑制するために提供され得る。
パーティキュレートのシールド又はバリアは、５％未満のＲＨを維持することと両立する
材料から形成され得る。特に、有意義な量の水分を吸収しない材料であって、吸収された
湿分を容器にもたらさない材料である。実施形態では、適していると判明している特定の
材料は、環状オレフィンポリマ、環状オレフィンコポリマ、液晶ポリマを含む。特定の実
施形態では、ＦＯＵＰは、専用バリアを収容するべく、業界水準の２５スロットの上方に
追加のスロットが提供されてもよい。実施形態では、バリアは、ウェハの形状に対応する
又は覆う固体の薄い形状の場合がある。実施形態では、バリアは、容器において見つかる
パーティキュレートと反対である、固有の電荷の性質を有し、これによって、パーティキ
ュレートをバリアに引き付け得る。実施形態では、バリアは、パーティキュレートのバリ
アへの引き付けを改良するための電荷を増すべく、スロット等のアパチャ又は他の開口部
を有し得る。実施形態では、バリアは、ＦＯＵＰ等の既存のウェハ容器に対して追加導入
され得る。実施形態では、シールドは、特定のＦＯＵＰ構成の内部構造に適合し得る。実
施形態では、第２５のスロットは、ウェハ容器の頂部から落下するパーティクルから第２
４のスロットにおけるウェハを保護するバリアに使用され得る。
【０００５】
　本発明の実施形態の特徴及び利点の１つは、バリアはロボットフランジ／シェルインタ
フェースと、最上ウェハとの中間にシールドを提供することである。この領域は、特にウ
ェハ容器がロボットフランジによって輸送されるときに、パーティクルの源であると発見
されている。前記パーティクルは、最上ウェハよりは前記バリア上に着く。
【０００６】
　本発明の実施形態の特徴及び利点の１つは、バリアはポリカーボネート、ポリエーテル
イミド、又は環式オレフィンコポリマから形成されてもよく、前記ポリマは未加工であっ
ても、紫外線からの保護を伴っていてもよいことである。前記ポリマは、炭素粉体、炭素
繊維、カーボンナノチューブのうちの少なくとも１つを有していてもよい。
【０００７】
　本発明の実施形態の特徴及び利点の１つは、バリアはポリエーテルエーテルケトン又は
液晶ポリマから形成され得ることである。前記ポリマは、未加工であっても、炭素粉体、
炭素繊維、カーボンナノチューブのうちの少なくとも１つを有していてもよい。
【０００８】
　本発明の実施形態の特徴及び利点の１つは、５％未満にＲＨを維持すべく、窒素等のパ
ージガスを用いて容器がパージされる処理と、さらに、最上ウェハ上のパーティキュレー
トを制御すべくバリアが提供され、そのプロセスは、５％未満にＲＨを維持するための選
択材料の使用を含み得ることとである。選択材料はバリア中に存在してもよい。選択材料
には、ウェハ容器の他の部分又はウェハ容器の全体若しくはウェハ容器のほぼ全体も含ま
れていてもよい。選択材料は、環状オレフィンポリマ、環状オレフィンコポリマ、液晶ポ
リマ、又はポリエーテルエーテルケトンの場合がある。
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【０００９】
　本発明の実施形態は、バリア用の追加スロットを有する前開口ウェハ容器と、追加導入
されたバリアと、スロットを有するバリアと、アパチャを有するバリアと、容器の構造の
構成に適合するバリアと、複数のバリアを有する容器とを含む。
【００１０】
　本発明の特定の実施形態の特徴及び利点の１つは、ウェハ容器のＲＨが５％未満に維持
される前開口ウェハ容器における最上ウェハに対して、パーティキュレートの制御が提供
されることである。パーティキュレートの制御は、シールドが最上ウェハの直上の所定の
位置に水平に延在することと、当該シールドがウェハ容器の頂壁構造の下に配置されるこ
ととを含む。
【００１１】
　本発明の特定の実施形態の特徴及び利点の１つは、パーティクルシールドにおけるアパ
チャによって空気又はガスがバリアを通じて流れることが促され、これによって、シール
ドの表面に対して通過するガスからシールドに対して電荷が増し得ることである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本明細書における本発明のために適した、ＦＯＵＰとして知られるウェハ容器の
斜視図。
【図２】第２６のスロットと、その第２６のスロットに挿入するためのパーティクルシー
ルドとを用いるウェハ容器の容器部の斜視図。
【図３】ＦＯＵＰを用いた組み立てに適しているか又は追加導入に適しているパーティク
ルシールドを用いるＦＯＵＰの分解斜視図。
【図４】図１に示す組み立てられたＦＯＵＰに対する追加導入に適したウェハシールドの
斜視図。
【図５】図１及び図３のＦＯＵＰの内部のウェハ支持構造に載った図４のウェハシールド
を示す平面図。
【図６】図１及び図３と一貫した構成によるＦＯＵＰの容器部を上向きに覗く斜視図であ
り、前記ＦＯＵＰの底部の部分も示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１，２，３を参照すると、ＦＯＵＰとして知られる前開口ウェハ容器２０が示されて
おり、その前開口ウェハ容器２０は、一般に容器部２４及びドア２６を備える。容器部は
、開口前部２７と、ドア２６を収容するように寸法決定されたドアフレーム２７．２とを
備える。容器部は、頂壁２７．８を有する頂部２７．６と、一対の側壁２８と、後側壁２
８．８を有する後側部２８．６と、外向きに露出した三溝キネマティックカップリング３
０を有する底部２９とを備える。ドアは容器部と密封するように係合し、一対のラッチ機
構３２によって掛止される。図１のドアは、ドアの前面４０に露出した手動ハンドル３６
及び鍵穴３８を備える。ロボットフランジ４４は、容器部の頂部に取り付けられ、ウェハ
容器におけるウェハの処理中、ウェハ容器の天井吊下式の輸送のために使用される。その
構成要素は、ポリカーボネート等の熱可塑性プラスチックの射出成形から従来法で形成さ
れ得る。他の実施形態では、構成要素は、環状オレフィンポリマ、環状オレフィンコポリ
マ、液晶ポリマ、及びポリエーテルエーテルケトンのうちの１つ又はこれらの組み合わせ
である、低吸湿性材料から形成され得る。
【００１４】
　図２及び図３を参照すると、容器部は、パーティクルシールド５０を収容するための専
用の追加のスロット４８を備える。前記スロットは第２６のスロットであってもよい（こ
れは、示している構成等の３００ｍｍウェハ容器における従来の及び業界水準のスロット
数より１つ多い）。他の実施形態では、第２５のスロットがパーティクルシールドのため
に犠牲となり得る。パーティクルシールドを有するスロットの下に存在する複数のスロッ
トは、ウェハ５１を収容する。シールドは、容器部の頂部から発生する若しくは由来する
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パーティクルを収集するべく、又はそれらのパーティクルが最上ウェハ上に着くことを抑
制するべく、頂壁及び最上ウェハから離間する。ある例では、ロボットフランジを用いて
容器を輸送することによって頂壁構造５３に与えられる応力に起因して、頂壁構造からパ
ーティクルが発生するか又は放たれる。
【００１５】
　パーティクルシールドは、容器に収容されるウェハのサイズ及び形状に丁度対応するよ
うに構成されていてもよく、最上ウェハスロット５４である第２５のスロットにおけるウ
ェハの直上に存在し得る。実施形態では、シールドは、最上ウェハをほぼ覆う形状を有し
得る。実施形態では、パーティクルシールドは、ウェハ容器に格納されるウェハより少し
大きい場合がある。すなわち、直径の測定値において約０．５～２％大きい。他の実施形
態では、直径の測定値において約２～５％大きい。
【００１６】
　ウェハ容器は、そのウェハ容器が閉じられたときにウェハ容器の内部をパージするため
のパージポート５６を備える。そのようなパージポートは、容器部の前又は後ろ、典型的
にはその底部、キネマティックカップリングプレート５８の外側に配置され得る。本発明
の所有者が所有する米国特許第７３２８７２７号明細書等に開示されているポートは、パ
ージポートの適した構成を開示する。前記特許は本明細書に参照として援用される。
【００１７】
　シールドは、ウェハ容器におけるパーティクルが持つ電荷と反対の固有の電荷を有する
材料から形成され得る。そのような反対の電荷によって、パーティクルがシールドに引き
付けられ、そのパーティクルがシールドに付着する。シールドは、耐吸湿性が非常に高い
材料から形成もされ得る。例えば、環状オレフィンポリマ、環状オレフィンコポリマ、液
晶ポリマ、及びポリエーテルエーテルケトンである。シールドは、これらの材料のうちの
１つ若しくはこれらの材料の組み合わせ又はそれらの材料と他の材料との組み合わせから
形成され得る。シールドは、導電性、制電性、又はその両方の特性も有する場合があり、
それらは炭素粉体、炭素繊維、カーボンナノチューブのうちの少なくとも１つの追加によ
って提供される。シールドが第２６のスロットにおける棚に設置され、さらに棚が導電性
の材料又は少なくとも制電性の材料からなることとともに接地に結合されることによって
、シールドは効果的に接地される。
【００１８】
　容器の内部のＲＨが低湿度水準に維持される用途（例えば、１０％未満又は５％未満）
では、上述した材料の使用が低いＲＨを維持するために役に立つ。実施形態では、パージ
によってＲＨを１０％未満に低下させることができ、ここで、そのＲＨは少なくとも３０
分維持される。実施形態では、パージによってＲＨを５％未満に低下させることができ、
ここで、そのＲＨは少なくとも３０分維持される。実施形態では、パージによってＲＨを
１０％未満に低下させることができ、ここで、そのＲＨは徐々に上昇する。実施形態では
、パージによってＲＨを５％未満に低下させることができ、ここで、次にそのＲＨは徐々
に上昇する。そのような低いＲＨは、パーティクルを発生させる傾向を生じさせると発見
されている（特に、ロボットフランジ４４に近接する容器部の内部の頂部において、及び
ロボットフランジによる容器の天井吊下式の輸送と関連して）。最上ウェハを覆うシール
ドの存在によって、ウェハのスタックの上方に発生する又は存在するパーティクルが最上
ウェハに落ちることを排除する。低吸湿性材料から形成されるシールドによって、ウェハ
容器におけるＲＨの上昇が最小限になる。
【００１９】
　図３，４，５，６を参照すると、関連するパーティクルシールド６４ともにウェハ容器
６０の別の実施形態が示されている。このシールドは、インテグリス（Ｅｎｔｅｇｒｉｓ
）社（本出願の所有者）によって製造されるＦ３００ＦＯＵＰの構成に適合するように寸
法決定され得る。そのシールドは、体部６６、タブ６８、及び中央スロット７０を有する
。シールドはＦ３００ＦＯＵＰの頂内部構造７６に適合している。スロット７０は支持構
造の周りに嵌合する（特に、ウェハカセット部８０の架橋部材７９の上部７８）。その上
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部７８は、容器部２４の外部のロボットフランジ４４に取り付けられる。ウェハカセット
部は、架橋部材によって結合される２組のウェハ棚８１を有する。シールドを所定の位置
に保持すべく、スロット７０は締り嵌めとなるように寸法決定され得る。代替の戻り止め
、タング、爪、又は留具は、シールドを所定の位置に保持すべく利用され得る。
【００２０】
　ＦＯＳＢ等の３００ｍｍウェハ容器に加え、本発明は４５０ｍｍウェハ容器にも適して
おり、特に、輸送のために容器の頂部におけるロボットフランジを利用するウェハ容器に
適している。
【００２１】
　このシールドはアパチャ又は開口部を有し、該アパチャ又は開口部は格子の構成を提示
するスロット８２として構成される。これによって、パージガス又は周囲雰囲気のアパチ
ャの通過が可能になり、ガスと表面の接触を改良する。そのガスと表面の接触は、シール
ドの電荷を増大させ、したがって、シールドへのパーティクルの引き付けを増大させると
考えられている。シールドは最上ウェハスロットの上に配置される。代替の実施形態では
、一のプレートにおける開口部が他のプレートにおける開口部から水平方向にオフセット
を設けられ、パーティクルに対して２枚のプレートの上方から最上ウェハまで直接的な鉛
直方向の経路を提供しないように、２枚のプレートが互いに覆ってもよい。別の実施形態
では、パーティクルに対してウェハ容器の頂部からウェハまで直接的な経路が提供されな
いように、すなわち、それより直接的でない経路は提供されるように、アパチャは鉛直方
向から角度を設けられる一方、なおも電荷を誘起すべくプレートを通じて空気又はガスの
通過を可能とすることもできる。別の実施形態では、プレートは、空気又はガスが通過し
得る鉛直方向の隙間によって分離されるパーティクル収集面について、２以上の段を有し
得る。そのような空気又はガスは、パージ中又はドアの開閉の際、プレートを通過する場
合がある。
【００２２】
　パーティクルシールドは、ウェハをほぼ覆うか又はウェハを完全に覆うように寸法決定
され得る。本明細書において使用されるとき、“ほぼ”は７５％より大きい場合を意味し
ている。すなわち、パーティクルシールドがウェハの上方に丁度鉛直方向に存在すること
によって、ウェハの面積の少なくとも７５％がパーティクルシールドによってカバーされ
ている。他の実施形態では、ウェハの上面は、パーティクルシールドによって、９０％カ
バーされる。他の実施形態では、パーティクルシールドは、ウェハの上面の面積の１００
％をカバーする。
【００２３】
　パーティクルシールドと、最上ウェハとの間に少なくとも１ｃｍの隙間又はクリアラン
スが存在するように、パーティクルシールドは配置され得る。実施形態では、パーティク
ルシールドと、最上ウェハとの間クリアランスは、１ｃｍから３ｃｍの間である。実施形
態では、頂壁構造と、パーティクルシールドとの間に少なくとも０．５ｃｍの隙間又はク
リアランスが存在する。実施形態では、頂壁構造と、パーティクルシールドとの間に少な
くとも１ｃｍの隙間が存在する。実施形態では、頂壁構造と、パーティクルシールドとの
間に０．５ｃｍから２ｃｍの間の隙間が存在する。
【００２４】
　さらにこのシールド構成は、ウェハ容器におけるパーティクルが持つ電荷と反対の固有
の電荷を有する材料から形成され得る。そのような反対の電荷によって、パーティクルが
シールドに引き付けられ、そのパーティクルがシールドに付着する。シールドは、非常に
高い耐吸湿性の材料から形成もされ得る。例えば、環状オレフィンポリマ、環状オレフィ
ンコポリマ、液晶ポリマ、及びポリエーテルエーテルケトンである。シールドは、導電性
、制電性、又はその両方の特性も有する場合があり、それらは炭素粉体、炭素繊維、カー
ボンナノチューブのうちの少なくとも１つの追加によって提供される。シールドがウェハ
カセット部と係合されることと、ウェハカセット部が導電性の材料又は少なくとも制電性
の材料から形成され、接地に結合することとによって、シールドは効果的に接地される。



(9) JP 2014-513442 A 2014.5.29

10

実施形態では、シールドは金属から形成されてもよい。
【００２５】
　ウェハ容器、密封、フィーチャ、並びに他のウェハ容器の構造及び構成要素は、米国特
許第３８２２１号明細書、米国特許第６０１０００８号明細書、米国特許第６２６７２４
５号明細書、米国特許第６７３６２６８号明細書、米国特許第５４７２０８６号明細書、
米国特許第５７８５１８６号明細書、及び米国特許第５７５５３３２号明細書、並びに国
際公開第２００８／００８２７０号及び国際公開第２００９／０８９５５２号に示されて
いる。公報の特許及び発明は、本出願の所有者によって所有されている。さらに、蒸気除
去要素を示す米国特許第５３４６５１８号明細書を見られたい。これらの特許及び公報は
、本明細書において参照として援用される。
【００２６】
　本発明は、本発明の趣旨又は本質的属性から逸脱することなく、他の特定の形態におい
て具現化され得る。したがって、本実施形態は全ての点において例示であって限定的では
ないと考慮され、本発明の範囲を示すためには以上の記載よりは添付の特許請求の範囲に
対して参照がされることが望まれる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【国際調査報告】
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【要約の続き】
口部を有し得る。実施形態では、バリアは、ＦＯＵＰ等の既存のウェハ容器に対して追加導入され得る。実施形態で
は、シールドは、特定のＦＯＵＰ構成の内部構造に適合し得る。
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